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中微半导体设备（上海）股份有限公司

2025 年年度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025年

营业收入约 123.85亿元，较 2024年增加约 33.19亿元，同比增长约 36.62%。

 根据市场需求，公司加大研发力度，新产品数量快速增加。2025年全年

公司研发投入约 37.36 亿元，较 2024 年增长 12.83 亿元（增长约 52.32%），研

发投入占公司营业收入比例约为 30.16%。

 公司预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 20.80 亿元至

21.80亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4.64亿元至 5.64亿元，

同比增长约 28.74%至 34.93%。

 公司预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净

利润为 15.00亿元至 16.00亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1.12

亿元至 2.12亿元，同比增加约 8.06%至 15.26%。

 公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运

量显著提升，先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺和先进存储器件的超高深宽比刻蚀

工艺实现了稳定可靠的大规模量产。其中 CCP方面，公司用于关键刻蚀工艺的

单反应台介质刻蚀产品保持高速增长，能够全面覆盖存储器刻蚀应用中各类超高

深宽比需求；ICP方面，适用于下一代逻辑和存储客户用 ICP刻蚀设备和化学气

相刻蚀设备开发取得了良好进展，加工的精度和重复性已达到单原子水平。到

2025年底，刻蚀设备反应台全球累计出货超过 6,800 台。公司的 CDP产品部门

为先进存储器件和逻辑器件开发的 LPCVD, ALD 等十多款导体和介质薄膜设备



已经顺利进入市场，并且设备性能完全达到国际领先水平，薄膜设备的覆盖率不

断增加。公司 EPI设备研发团队已经开发出具有自主知识产权及创新的平台，目

前减压 EPI设备已付运成熟制程客户进行量产验证，该种设备同时也付运至先进

制程客户进行验证，部分先进工艺已进入量产验证阶段；新一代高选择比预清洁

腔体满足先进工艺的需求，已在客户端进行量产验证；常压外延设备现已完成开

发，进入工艺验证阶段。在泛半导体设备领域，公司正在开发更多化合物半导体

外延设备，已陆续付运至客户端进行验证。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，公司预计 2025年营业收入约 123.85亿元，较 2024

年增加约 33.19亿元，同比增长约 36.62%。其中，2025年刻蚀设备销售约 98.32

亿元，同比增长约 35.12%； LPCVD和 ALD等半导体薄膜设备收入 5.06亿元，

同比增长约 224.23%。

2. 经财务部门初步测算，公司预计 2025年度实现归属于母公司所有者的净

利润为 20.80亿元至 21.80亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4.64

亿元至 5.64亿元，同比增长约 28.74%至 34.93%。

3. 经财务部门初步测算，公司预计 2025年度实现归属于母公司所有者的扣

除非经常性损益的净利润为 15.00 亿元至 16.00 亿元，与上年同期（法定披露数

据）相比，将增加 1.12亿元至 2.12亿元，同比增加约 8.06%至 15.26%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）利润总额：170,893.47万元。归属于母公司所有者的净利润：161,567.57

万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：138,815.34万元。

（二）每股收益：2.61元。



三、本期业绩变化的主要原因

公司 2025年度业绩预计较上年同期增长的主要原因如下：

1. 公司主营产品等离子体刻蚀设备作为半导体前道核心设备之一，市场空

间广阔，技术壁垒较高。公司的等离子体刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的

认可，针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著

提升，先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺和先进存储器件超高深宽比刻蚀工艺实现

量产。

公司在新产品开发方面取得了显著成效，近两年新开发出十多种导体和介质

薄膜设备，目前已有多款新型设备产品进入市场，其中部分设备已获得重复性订

单，LPCVD设备累计出货量突破三百个反应台，其他多个关键薄膜沉积设备研

发项目正在顺利推进；公司 EPI设备已顺利进入客户端量产验证阶段。

公司持续保持国际氮化镓基MOCVD 设备市场领先地位，积极布局用于碳

化硅和氮化镓基功率器件应用的市场，并在Micro-LED 和其他显示领域的专用

MOCVD 设备开发上取得了良好进展，几款 MOCVD 新产品进入客户端验证阶

段。公司新型八寸碳化硅外延设备、新型红黄光 LED应用的设备已付运至国内

领先客户开展验证，目前进展顺利。

公司在南昌约 14万平方米的生产和研发基地、上海临港的约 18万平方米的

生产和研发基地已经投入使用，保障了公司销售快速增长。公司持续开发关键零

部件供应商，推动供应链稳定、安全，设备交付率保持在较高水准，设备的及时

交付也为公司销售增长提供有力支撑。公司特别重视核心技术的创新，始终强调

创新和差异化并保持高强度的研发投入，同时公司运营管理水平持续提升，对产

品成本及运营费用的控制能力有效增强。

2. 归母净利润同比增加 4.64亿元至 5.64亿元（增加约 28.74%至 34.93%）

的主要原因：（1）2025年营业收入增长 36.62%下，毛利较去年增长约 11.45亿

元。（2）由于市场对中微开发多种新设备的需求急剧增长，2025年公司显著加

大研发力度，以尽快弥补国产半导体设备短板，积极赶超，为长期持续增长打好

基础。2025年公司研发投入约 37.36亿元，较去年增长 12.83亿元（增长约 52.32%），



2025年研发投入占公司营业收入比例约为 30.16%，远高于科创板上市公司均值。

2025年研发费用约 24.72亿元，较去年增长约 10.54亿元（增长约 74.36%）。（3）

由于二级市场股价波动以及公司出售了部分持有的上市公司股票，经评估师初步

评估，公司 2025年计入非经常性损益的股权投资收益为 6.11亿元，较上年同期

的股权投资收益的 1.98亿元增加约 4.13亿元。

3. 扣非后归母净利润同比增加 1.12 亿元至 2.12 亿元（增加约 8.06%至

15.26%）的主要原因：主要由于 2025年营业收入增长 36.62%，毛利较去年增长

约 11.45亿元，以及 2025年研发费用较去年增长约 10.54亿元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未

经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经

审计后的 2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年 1月 24日


